Nazev verejné
zakazky:

Dodévka vakuoveé komory s prisluSenstvim

Oduvodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism. c) ZVZ

Technicka podminka:

A) Komponenty éerpaciho systému a systému pro
vyménu vzorkii (,,load lock™) vé. ventilii:

1. Turbomolekularni vyvéva s ¢erpaci rychlosti alespon
1200 I s™; vstupni otvor DN200CF; vystupni otvor
DN40ISO-KF; prislusna ovladaci jednotka; vodni

chlazeni; automaticky zavzdu$novaci ventil;
ochrannd sitka do vstupniho hrdla; potiebné
kabely.

2. Turbomolekularni vyvéva s ¢erpaci rychlosti alespon
60 | s™; vstupni otvor DNG3CF; vystupni otvor
DN16ISO-KF; prislusnd  ovladaci  jednotka;
vzduchové chlazeni; automaticky zavzduSnovaci
ventil; ochrann sitka do vstupniho hrdla; potiebné
kabely.

3. Bezolejovd predvakuovd mechanickd spirdlova
vyvéva s &erpaci rychlosti alespoii 7,5 | st a
meznim tlakem menSim neZ 10 Pa; vstupni otvor
DN40ISO-KF;  automaticky izola¢éni  ventil;
potiebné kabely.

4. Uzaviraci a z&roven Skrtici deskovy ventil z nerezoveé
oceli pro otvor DN200CF s krokovym motorem
(alespon 1000 pozic) vybaveny
vstupnim/vystupnim signdlem; ovladaci jednotka,
kterd dokadZe nejen nastavit libovolnou konstantni
polohu ventilu, ale také automaticky regulovat
pozici ventilu pro udrZeni preddefinovaného tlaku
v depozi¢ni komote na zékladé Udaju z kapacitni
merky; potiebné kabely.

5. Elektropneumaticky uzaviraci (deskovy) ventil
z nerezové oceli pro otvor DN100CF ; potiebné kabely.

6. Elektropneumaticky ventil z nerezové oceli pro otvor
DN40ISO-KF; potrebné kabely.

7. Elektropneumaticky ventil z nerezové oceli pro otvor
DN161SO-KF; potiebné kabely.

8. P& (5) kusa elektropneumatickych ventilt
z nerezoveé oceli s otvory DN16CF; potiebné kabely.

9. Dva (2) kusy elektropneumatickych ventilt
z nerezové oceli s otvory DN4OCF; potiebné kabely.

Oduvodnéni

1. - 3 Technické podminky a parametry
poZadovanych vyvév zaruéuji relativné rychlé
dosazeni pozadovaného mezniho tlaku ve vakuoveé
komoie (max. 3 hodiny) a v pomocné vakuové
komoie (max. 15 minut) a jsou predpokladem pro
velmi ¢isté, bezolejové prostiedi ve vakuové komoie,
nutné pro vysokou kvalitu vytvaienych tenkych
vrstev. Vstupni a vystupni otvory vyvév maji
normalizované praméry, které jsou optimalni pro
jejich €erpaci rychlosti.

RovnézZ vSechny dalsi niZze uvaddéné priaméry otvora
jsou z normalizované ¥ady praméra vakuovych
piirub, bézné pouzivané viemi svétovymi vyrobci.
Jedind vyjimka je v poloZce B 9.

4. : Rizeny velky uzaviraci a $krtici deskovy ventil je
nezbytny pro poZadovanou maximalni stabilitu
depoziéniho plazmatu ve dvou nejpouZivanéjSich
modech ¢innosti  (downstream, upstream). Jeho
pramér se musi shodovat se vstupnim otvorem prvni
turbomolekularni vyvévy.

5. : Uzaviraci (deskovy) ventil DN100CF zajiSt’uje
vkladani nosi¢e vzorka do vakuové komory (a jeho
vyjimani) a jeho pramér musi byt shodny s nejvétSim
otvorem v pomocné vakuové komore.

6. — 10. : Dalsi elektropneumatické ventily zajistuji
spravnou ¢&innost systému pro vymeénu vzorki,
zavzdudnéni komory, pripojeni vakuoméra, hledace
netésnosti, hmotového analyzatoru a p¥ipadnych
dalSich pristroji. Praméry jejich otvord odpovidaji
bézné uzivanym vstupnim otvoram uvedenych
pFistroju.

11. : Pomocna mald vakuova komora s linearnim
posuvem tvoii pomocny, ale zasadné dulezity systém
pro vyménu nosi¢e vzorka, ktery umozni vyménu




10. Dva (2) kusy elektropneumaticky zavzduSnovacich
ventili z nerezové oceli s filtrem; potiebné kabely.

11. Pomocné vakuova komora (,,load lock™) z nerezové
oceli s vnittnim objemem alespori 1 | pro vyménu
nosice vzorki o pramér alespon 7,5 cm
s nasledujicimi otvory: DN100CF, DN4OCF (stiedy
obou téchto otvord musi byt vjedné ose) a
DNG63CF; dale pak uzaviratelna ptiruba (pramer
alesponn 100 mm) umoziujici bezpe¢né vyjmuti
nosice vzorku.

12. Linearn¢ rotacni magneticky posuv (konstrukce
UHV) pro vstupni otvor DN40CF umoziujici
linearni posuv alespor 60 cm.

13. Tii (3) kusy vInovcd z nerezové oceli s otvory
DN40ISO-KF; délka jednotlivych kusu alespon 50
cm.

14. Jeden (1) kus vinovce z nerezové oceli s otvory
DN161SO-KF; délka vinovce alespoii 50 cm.

B) Depozi¢ni vakuova komora s nasledujicimi
parametry:

1. Vélcovy tvar o vnitinim praméru 50-55 cm a vysce
40-45 cm.

2. Material z nerezové oceli.

3. Dosazitelny tlak alespoi 5x107° Pa.

4. Stény i obé dna komory chlazené vodou.

5. Dv¢ (2) sady stinicich plechi uvnitt komory.

6. Zdvihaci mechanismus horniho vika (komora
postavend na vysku) se sloupovym linearnim pohonem.

7. Otvory do komory v hornim viku: dva (2) otvory
(DN150CF a DN100CF) pro napraSovaci zdroje (viz
nize) umisténé symetricky a pod thlem 30° vigci svislé
ose komory; otvor DN16CF pro clonu stinici jeden
z napraSovacich zdroja; otvor DN40OCF pro ,,bypass*
umoziujici ¢erpani klastrovaciho zdroje.

8. Otvory do komory v dolnim viku: otvor DN250CF
pro drzak substratu; otvor DN16CF pro clonu stinici
vzorky ptichycené k drzaku substratt; otvor DN4OCF
pro ,bypass“ umoZiujici cerpani komory piimo
predvakuovou vyvévou.

9. Otvory do komory v jejim plasti: otvor DN200CF
pro cerpani, otvor DN100CF pro okno; otvor
DN100CF pro pfipojeni pomocné vakuové komory
»load lock”; dva (2) specialni obdélnikové otvory

deponovanych vzorka bez otevieni depoziéni
vakuové komory. Zamezi se tak kontaminaci vnitiku
komory venkovni atmosférou a néslednému
znedisténi vytvarenych tenkovrstvych materiala a
kromé toho se také vyrazné zkrati doba potiebna na
vloZeni dalSiho vzorku (aZz 100 krat), ¢imZ vyrazné
klesaji nédklady a zvySuje se efektivita prace. Jeji
objem umoZiiuje dobrou manipulaci s nosi¢em
vzorkd, praméry jejich otvora odpovidaji
praméram piipojenych prvka (uzaviraci (deskovy)
ventil DN100CF, druha turbomolekularni vyvéva,
nerezovy vinovec)

12. : Magneticky posuv zajist'uje vkladani a vyjimani
nosi¢e vzorka a jeho presné umisténi ve vakuové
komofre, pramér otvoru je uréen prislusnym otvorem
v pomocné vakuové komoie.

13. — 14. : Oceloveé vinovce zajist'uji dokonale tésné a
zaroven pruzné spojeni vyvév a ¢erpanych objemii.
jejich praméry jsou uréeny praméry otvora v téchto
objemech.

1. — 5. : Z&kladni rozmérové a dalSi technické
poZadavky na vakuovou komoru maji zajistit
optimalni podminky pro jeji vyuZiti k védecko-
vyzkumné ¢innosti v programu P4. Pozadovany
pramér a vySka komory umozni instalaci a optimalni
rozmisténi vSech potiebnych vnitinich i vnéjsich
provoznich ¢asti a prisluSenstvi (drzak substrati,
plazmové zdroje, clony, pomocné vakuova komora,
turbomolekularni vyvéva, vakuové meérky,
analytické pristroje, nerezové vinovce, hledac)
Materidl nerezova ocel, chlazené stény a stinici
plechy prispivaji k dosazeni poZzadovaného mezniho
tlaku a spolu s nim zajistuji minimalni znedisténi
vakuové komory zbytkovymi plyny a tim také
vysokou ¢&istotu, kvalitu a reprodukovatelnost
deponovanych tenkych vrstev.

6. : Zdvihaci zafizeni zajisti moZnost manipulace s
téZzkym vikem komory p¥i Upravach vnitiniho
usporéadani a pii ¢isténi komory.

7. - 10. Definované otvory umoZni napojeni
vakuové komory na uvedené provozni prislusenstvi
a dale dovoli pripojeni pridavnych analytickych
pristroji pro vyzkum depoziéniho plazmatu, které




s vnittnimi rozmér 150x200 mm a tésnéné pomoci
fluorokaucukového tésnéni (drazka pro tésneni v téle
komory); otvor DN40OCF pro &tyfi nezavislé vstupy
plynt, ctyii (4) otvory DN4OCF a ctyii (4) otvory
DN16CF pro vakuové mérky, hleda¢ netésnosti,
analyzator plynt, zavzduSniovaci ventil.

10. Ptiruba pro otvor DN4OCF se ¢tyimi nezavislymi
vstupy plyna.

11. Jedna clona stinici zdroj klastra.
12. Jedna clona stinici substraty ptipevnéné na drzaku
substratu.

13. Z&slepné ptiruby pro viechny nepouZité otvory.
14. Montovany ram stavebnicového typu z hlinikovych

profili s moznosti dalSiho rozSifovani vhodny pro
uchyceni vakuové komory i se zdvihacim zatizenim.

jsou v programu P4 Evropského centra excelence NTIS
planovany (napi. opticka emisni spektroskopie,
hmotnostni a energiova analyza, laserova opticka
analyza CRDS, ), rovnéZz piipadné piipojeni
hledace netésnosti.

Jejich praméry odpovidaji priméram
normalizovanych  vstupnich otvord uvedenych
pripojovanych zarizeni.

Jedinou vyjimkou jsou nenormalizované a

nestandardni obdélnikové otvory 150X200 mm, které
jsou potiebné pro optické analyzy, kdy umoZiuji
vertikalni a horizontalni posuvy svételného paprsku.

11. - 12. : Clony jsou nezbytné zejména pro zakryti
vzorka p¥i ¢isténi katod plazmovych zdroja.

13. : Nepouzité otvory do vakuové komory je nutno
zaslepit pro zajisténi jeji tésnosti.

14. Pomocny ram je potiebny pro upevnéni a
stabilizaci vakuoveé komory i se zdvihacim za¥izenim.
Hlinikové profily zajisti dostateénou  tuhost
konstrukce a nezvysi vyrazné vahu celého zarizeni.

C) Napousteni plyni, méieni vakua a drzak substratai:

1. Cty¥i (4) hmotnostni regulatory pritoku plynu (300
sccm pro Ar a 50, 20, 10 sccm pro reaktivni plyny)
vybavené analogovym vstupnim/vystupnim
signalem; potiebné kabely.

2. Ridici jednotka umoziujici soucasné ovladani viech
¢tyf hmotnostnich  regulatord  pratoka  plynd;
jednotka musi umét nejen drZet konstantni
preddefinovany prutok jednotlivych plynu, ale také
automaticky regulovat pritok zvoleného plynu pro
udrzeni pieddefinovaného tlaku v depozi¢ni komoie
na zéklade¢ Udaju z kapacitni mérky; potiebné kabely.

3. Dv¢ (2) vakuové merky mefici vrozsahu alespon
(5x10°° - 1000 mbar); vstupni otvor DN4OCF; piislusné
metici a napéjeci jednotky; analogovy vystupni signal;
potiebné kabely.

4. Vakuova tepelnd meérka mefici v rozsahu alespon
(5x10™ - 1000 mbar); vstupni otvor DN16ISO-KF;
ptislusnd meéfici a napajeci jednotka; analogovy
vystupni signdl; potrebné kabely.

5. Presnd absolutni kapacitni mérka s rozsahem 10 Pa;
vstupni otvor DN16CF; prislusnd métici a napajeci
jednotka; analogovy vystupni signél; potiebné kabely.

1. 2. Tyto pozadavky zajistuji privody
optimalniho mnozZstvi poZzadovanych reaktivnich i
nereaktivnich pracovnich plyna (podle zkuSenosti
z naSeho aktualniho vyzkumu plazmovych depozic
tenkych vrstev) a nutnou regulaci a méieni
pratoku kazdého jednotlivého plynu (nezbytné pro
stanoveni sloZeni plazmatu).

3. — 4. : Je vyzadovano standardni méieni tlaku
zbytkové atmosféry ve vakuové komoie pomoci
dvou Sirokorozsahovych mérek a jedné tepelné
mérky, jejichz praméry jsou normalizované a
bézné uzivané viemi vyrobci)

5. Piesnd  absolutni  kapacitni  mérka
s normalizovanym pramérem je nezbytnd pro
absolutni méreni tlaku smési plyna p¥#i depozici
tenkych vrstev.

6. — 7. : DrZak substrata s nosi¢em vzorka udrzuje
substraty (kovové nebo kiemikové podlozky, na
kterych vznikaji tenké vrstvy) v poZadované
vzdélenosti od zdroja plazmatu. Pro vyzkum a




6. Drzak substratt vhodny pro napraSovani shora dolu a
umoziujici nasledujici funkce: uchyceni nosice vzorka o
praméru alespon 7,5 cm; plynula rotace nosice vzorka (az
do 20 otacek min™); ohiev vzorka (alespon do 850 °C);
presné a reprodukovatelné nastaveni teploty vzorka (5
°C) za soucasného radiofrekvenéniho predpéti vzorku;
plynulé nastaveni vertikdlni pozice nosi¢e vzorku
v rozmezi alespon 0-100 mm.

7. Napdjeci zdroje a ovladaci jednotka pro drzék
substrati umoZziujici kontrolu rotace a ohfevu nosice
vzorku.

8. Jeden specialni nosi¢ vzorkt (pramér alespon 7,5 cm)

vhodny Kk uchyceni 1 x kiemikového vzorku

(5x35x0.64mm), (¢ kiemikového  vzorku

(20x20x0.64mm), 1 x kovoveho vzorku (20x20x1mm), 1

x sklenéného vzorku (20x20x1mm) a minimaln¢ péti (5)

kiremikovych vzorkt (10x10x0.64mm).

9. Skiin pro elektroniku o Sitce 48.3 cm (19°°) a vysce

alesponi 177.8 cm (40 U).

10. Sk#in fizeni umoZiujici bezpe¢né provozovani
cerpaciho  systému  alespon v nasledujicich
provoznich rezimech:

e (Cerpani depozi¢ni vakuové komory pomoci
priméarni turbomolekularni vyvévy (tato vyvéva
je soucasné piedcerpadvana piedvakuovou
mechanickou vyvévou);

e (erpani depozi¢ni komory pouze pomoci
predvakuové mechanické vyvevy (,,bypass”);

e (Cerpani vakuové komory ,load lock” pomoci
sekundarni  turbomolekularni  vyvévy  (tato
vyvéva je soucasné predcerpavand piedvakuovou
mechanickou vyvévou);

e zavzdu$néni depozi¢ni vakuové komory;

e zavzdudnéni vakuové komory ,,load lock”.

D) NapraSovaci zdroje a chladici systém:

1. Planarni magnetron vhodny pro rozpraSovani
tercového materialu o praméru 5 cm; alespon dva rizné
silné nerovnovazné magnetické systémy; nepiimé vodni
chlazeni terce; kompatibilita s tlakem 5x107 mbar;
bezpe¢nd konstrukce magnetronu (tj. odizolovani
»Zivych® ¢asti magnetronu od vngjSiho prostiedi);
upevnujici piiruba magnetronu DN100CF.

2. Zdroj klastra vyuZivajici magnetronové rozpraSovani
tercového materidlu (pramér terée 5 cm) uvnité vodou

Fizeni procesu vzniku novych unikatnich
nanostrukturnich tenkovrstvych materiali musi
toto zarizeni také zajistit ohiev, méfeni a udrzeni
konstantni teploty vzorkéa a moZnost pripojeni
radiofrekvenénino (RF) piedpéti, pFi soucasné
rotaci vzorki. Uvadéné ¢iselné parametry rotace,
ohfevu a vertikdlni pozice odpovidaji naSim
poznatkim z aktualniho vyzkumu plazmovych
depozic tenkych vrstev.

8. : Uvadéné rozmérové Udaje zajiSt'uji uchyceni
poZadovaného poétu a druhu substrati, které jsou
dle nasich aktuélnich poznatki potiebné pro rizné
analyzy tenkych vrstev.

9. — 10. : Rizeni je nezbytné pro bezpeény provoz
vSech komponent ¢erpaciho systému v potiebnych
pracovnich reZimech. PoZadované rozméry jsou
nezbytné vzhledem Kk prostorovému usporadani
laboratore, ve které bude sk¥in umisténa.

1. : Technické parametry napraSovacich zdrojia
zajistuji vhodné podminky pro vyzkum a vyvoj
novych unikatnich nanostrukturnich
tenkovrstvych materiali v depozié¢nim plazmatu,
vytvaireném elektrickymi vyboji v napraSovacich
magnetronovych zdrojich.

Je definovana konstrukce planarniho magnetronu
vhodného praméru pro poZadovanou velikost
depoziéni komory a je vyZadovana jeho schopnost
prace ve dvou nevyvazenych plazmovych modech.
Pramér teréového materidlu 5 cm je optimalné
stanoven na zakladé naSeho aktuélniho vyzkumu
magnetronovych plazmovych depozic tenkych




chlazené klastrovaci komory; alesponn dva razné silné
nevyvazené magnetické systémy pro magnetron; neptime
vodni chlazeni terce; volitelny pramér vystupniho otvoru
(alespori v rozsahu 2 aZz 4 mm); kompatibilita
klastrovaciho zdroje sohievem na zvySené teploty
(alespon 150 °C); mozZnost efektivniho cerpani
klastrovaci komory (tj. mozZnost cerpani nejenom skrz
vystupni Stérbinu, ale také pomoci ,,bypassu”); plynuly
»IN-Situ” posuv magnetronu uvnité Klastrovaci komory
(alesponi vrozsahu 0 az 100 mm vzhledem ke krajni
pozici magnetronu u vystupniho otvoru klastrovaciho
zdroje); samostatny ptivod plynu do klastrovaci komory;
kompatibilita s tlakem 5x10” mbar; bezpe¢na konstrukce
magnetronu (tj. odizolovani ,,Zivych* casti magnetronu
od vngjSiho prostiedi); moznost provozovat Kklastrovaci

zdroj také jako Kklasicky magnetron (tj. moZnost
provozovani magnetronu bez klastrovaci komory);
upevnujici ptiruba klastrovaciho zdroje DN150CF;

prodluZujici trubka o délce 300 mm, praméru 150 mm,
zakonéena otvory DN150CF.

3. Vodou chlazeny chladi¢ s uzavienym okruhem pro
chlazeni plazmovych zdroji o vykonu alespon 2 kW,
udrZovani konstantni teploty vody v sekundarnim okruhu
pti maximalni teploté chladici vody 25 °C; detekce a
signalizace poruch v sekundarnim okruhu (teplota, pratok
a tlak vody); moZnost vypusténi a nasledného opétovného
napusténi a natlakovani sekundarniho okruhu v ptipadé
opravy (udrzby) plazmovych zdroj.
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vrstev, tlakovd kompatibilita je dana meznim
tlakem vakuové komory. Pramér piiruby je
stanoven vzhledem k potiebnym  rozméram
magnetronu jako optiméalni z normalizované Fady
vakuovych p¥irub.

2. : Déle jsou dostate¢né podrobné stanoveny
poZadované parametry druhého napraSovaciho
zdroje, tzv. klastrovaciho magnetronu, ktery p¥i
vyvoji a vyzkumu novych tenkovrstvych materiéla
zajistuje vytvareni specifické struktury
povrchovych vrstev. Podle poZadavka na tuto
strukturu byly uréeny uvadéné ¢&iselné udaje,
véetné otvora a délky trubky. Pramér teréového
materidlu 5 cm je zvolen stejny jako piedchoziho
plazmového zdroje zdavodu poZadavku na
moznost provozovani magnetronu také bez
klastrovaci komory.

3. : Jde o dilezity dopliikovy systém, ktery odvadi
teplo vznikajici p¥i ¢innosti plazmovych zdroja a
tim zajistuje, Ze citlivé dily vakuové komory
nebudou poskozovany zvysenou teplotou. Chladici
vykon je uréen podle odborného odhadu vykonu
plazmovych zdroji, maximalni teplota odpovida
nouzovému stavu chlazeni.
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